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１．概要（Summary ） 

光を用いた並列計測・信号処理のために、被計測・被

処理信号光を並列化するためのマルチビームの生成

が必要となる。本申請課題では、このためのマルチビ

ーム生成用回折光学素子の作製を行うことを目的と

する。 

 

２．実験（Experimental） 

被計測・被処理信号光を並列化するためのマルチビー

ムの生成には、高効率で等間隔にビームを出力するよ

うな回折光学素子が必要となる。また、透過光の影響

を避けるために、透過光からできるだけ並列化マルチ

ビームを離して出力する必要がある。そのために、

500lines/mm 以上（2um 以下）の複数の回折格子の

溝間隔を数十 nm 程度の精度で d0~d9 まで変化させ

て作成する必要がある（Fig.1 および Table1）。既有

のレーザービーム描画装置では、回折格子の溝間隔を

10um程度の精度でしか変化させることができないた

めに、当該ナノテクノロジー設備供用拠点保有の高性

能電子ビームリソグラフィー装置を利用して素子の

作成を行った。素子の作成後に、He-Neレーザー（波

長 633nm）からのビームを入射し、ファーフィール

ド回折像を観察することにより、作製素子の機能の確

認を行った（Fig.2）。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.3 に性能確認実験結果を示す。He-Ne レーザー（波

長 633nm）からの入射ビームは、大きな射出角で回折

され、透過光からを離して出力されており、設計通りの

素子が作成できていることがわかる。また、回折光群に

ついても設計

通り、等間隔

でマルチ像が

得られており、

所望のマルチ

ビームの生成

用回折光学素

子の作成に成

功した。 
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